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第 2 章では，電子ビーム蒸着法による Fe-Al-Si 合金磁性薄膜の成膜方法について述べている。蒸着する各元素の蒸
気圧の違いによる膜組成のばらつきを無くし，膜の平均組成を一定に制御する方法を確立している。また，磁気特性
の解析結果を検証する際に用いる上記モデルに近い磁気的に等方的な膜を得ることに成功している。
第 3 章では，結晶磁気異方性，磁気弾性効果に起因する異方性，膜に作用する応力を上記モデルに導入し， 5wt%






第 4 章では， Fe-AトSi 合金磁'性薄膜を薄膜磁気ヘッドに応用するために， 2 次元有限要素法を用いた磁界解析を行
い，磁界感度を高める磁気ヘッドコア形状の最適化について述べている。さらに，本構造を実現する新たな磁気ヘッ
ドの形成方法を提案している。
第 5 章では，磁化の印加磁界の変化に対する Landau-Lifshitz の磁化運動方程式による解析および実証実験をもと
に，透磁率の高周波特性の膜厚依存性を説明している。周波数の増加に伴い，膜厚が 5μm 以上では渦電流損失が， 5 
μm 以下では自然共鳴がそれぞれ透磁率減少の主原因であることを明らかにしている。また，磁性薄膜を電気絶縁膜で
挟んで積層構造とすることにより渦電流損失を減らし，透磁率の周波数特性の広帯域化を可能としている。
第 6 章では，上記第 3 章，第 4 章，第 5 章の結果をもとに成膜した Fe-Al-Si 合金磁性薄膜をコアとする磁気ヘッド
の試作結果から，膜の透磁率・膜の磁気的等方性・コアの寸法形状・渦電流損失・自然共鳴が磁気ヘッドの電磁変換
特性に与える影響を明確にしている。本指針にもとづく高性能磁気ヘッドの開発により，高画質民生用 VTR および，








(1) 電子ビーム真空蒸着の高速成膜性を生かし，次に述べる Fe-Al-Si 合金磁性薄膜及び成膜技術の開発に成功して
いる。
a) 保磁力40A/m 以下，透磁率6000以上を有する優れた軟磁性薄膜材料。
b) 従来， Fe, Al , Si 元素の蒸気圧の違いから組成の制御が極めて困難とされていた真空蒸着法の課題を，蒸着源
合金ソースの組成の最適化，及び成膜中の電子ビーム電力の調整とにより解決し，膜の平均組成のばらつきを 1
wt%以下に抑える成膜方法。
c) 従来のスパッタリング法に比べ 8 倍以上の速度で成膜する技術。
















MHz 以上の帯域の信号を記録/再生できる薄膜積層磁気ヘッドの開発及び民生用 VTR デッキへの搭載によるデ、パ
イスの実用化に成功している。これらの成果は磁性薄膜工学，磁気デバイス工学，磁気記録工学に寄与するところが
大きい。よって本論文は博士論文として価値のあるものと認める。
